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Hoja nam. 2 2_1.9__31_

La presente invencién se refiere a un procedi-~
miento para la fabricacién de resistencias eléctricas =
vartir de una lémina delgada de un metal o de una aleacidn

metdlica fijada sobre un soporte aislante apropiado. La in-

ivencidn se refiere igualmente a un dispositivo para el em-

pleo del procedimiento citado. ,

Se eonoceﬁ'diferentes procedimientos para fa-
bricar resistencias del género citzdo. En estos procedi-
mientos conocidos se graban sobre una lédmina de metal o de
wa aleacidn metédlica ventanas o surcos de modo cue se ob-

tiene un conjunto de filamenmtos resistentes eléctricos de

1 pequefia seccidén unidos unos s otros. De esta forma se pue-

de aumentar considerablemente la longitud efectiva del re—
corrido de la corriente eléctrica a través de la 14mina Yy
obtener de este modo resistencias que presenfan valores
6hmicos muy fuertes por unidad de superficie.

Segun un procedimiento conocido, se avlica so-

{ bre la lémina de metal o de aleacidn metdlica una miscara

aue lleva ventanas o surcos que corresponden al contorno
de los filamentos conductores a realizar en la ldmina, y

se sumerge esta Ultima en un bafio quimico apropiado para

"eliminar el metal o la aleacidn de la lZmina con respecto

a las ventanas o los surcos de la méscars.

ELl inconveniente de este procedimiento se diri-
ge esencialmente hacia el hecho de que se obtienen filamen-
tos cuyos bordes presentan asperezas, En razén a estas as-

perezas es imposible grabar en la l4mina ventanas o surcos

‘de bordes muy préximos, so pena de comprometer la estabili-

dad ‘de la resistencia obtenida en razén de los gradientes:

de campo eléctrico susceptibles de existir entre las aspe-
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| chemical Soc. 97, 1950, 219).

| constante en funcidén de la diferencia de potencial entre

H?ju nan. 3 21037_
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rezas de los bordes adyacentes de los filamentos.

El procedimiento citado est4 limitado, por con-
siguiente, a 1a fabricscién de resistencias de valores 6h-
nicos moderados, es Gecir del orden de 20 kiloohmios por
cm? a partir de una lémina que presenta una resistividad
igual a 0,5 ohm por cuadrado.

Seg&ﬁ otro procedimiento conocido, se graba la
l4mina metdlica recubierta por una méscara aislante, por
pulimento electrolitico., ’

Bn las condiciones de pulimento electrolftico,
se forma en la superficie del metal atacado una capa visco-
sa o base de éxidos o hidréxidos metflicos (véase P,A.JAC-

OURT, C.R. Acad. Sei. 202, 402, 1936 y H.F.WALTON, Electro-

Pzra acceder al metal, los aniones del electrd-
lito deben difundirse a través de esta capa viscosa. De es-

te modo, la densidad de corriente permanece sensiblemente

el 4nodo y el cdtodo. En un procedimiento tal, la densidad

ds .corriente es por lo general inferior'a 0,05 amperios/cm2
y la diferencia de potencial entre el 4nodo y el cdtodo no

sobrepasa 1,5 a 2 voltios. '

11l espasor de esta capa viscosa es més pequefio
gue la longitud de los bordes de las ventanas o surcos de
la méscara aislante, de modo gue el metal es atacado prefe-
rentemente a lo largo de los bordes citados (véase la Pa-
tente Francesa 1.324.156). ' '

En razén a este atacue preferente de la longi-
tud de los bordes de las ventanas o surcos de la mésoara,

pueden subsistir entre los bordes citados, islotes de metalj
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1de 1z corriente en el metal de la 1l4mins grabada., BEsto afec
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Tales islotes éi no se eliminan, afectarfan considersble-
merte a la estabilidad de las resistencias obtenidas.

‘ Para evitar la formsecidén de tales islotes de
metal, se ha propuesto aproximar los boraes-adyacéntes de
las ventanas o surcos proporcionados en la méscara aislan—
te, de tal suerte que haya un recubrimiento de las zZonas
adyacentes de atague preferente, La anchura de las venta-
nas o surcos grabados sobre la lédnina metdlica es asf tri-
butaria de la anchura de las zonas de ataque preferente,

De este modo, el proéedimiento citado no permi-
te grabar en la ldmina metélica ventenzs o surcos de anchu—
ra superior a 10 micras aproximadamente., Ademds, este pro-
cedimiento no permite obtenmer un grabado con bordes perfec-~
tamente lisos y perpendiculares a 1a superficie del metal

a causa de la caida de potencial provocada por el retorno

ta2 a la estabilidad de las resistencias obtenidas.

El objeto de la presente invencidn es remediar
los inconvenientes citados suministrando un procedimiento
que permite fabricar fesistencias que presentan en particu-
lar valores éhmicos por unidad de superficie muy clevadas
¥ perfectamente reproducibles en el momento de su fabrica-.
cidén en gran escala,

- El procedimiento considerado vor la invencidn
es del género en el que se fija una limina de un metal o

de una aleacidn met4lica sobre un soporte aislante, se aplid

3

ca sobre dicha ldmina una méscara aislante que 1leva venta-
nas o0 surcos y se elimina el metal o la aleacidn de la 14~

mina en lo que respecta a dichas ventanas o surcos deposi-

0.

tando el conjunto en una célula electrolftica, constituyend
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1 aislante y aplicada sobre esta capa de material conductor

| de resistencia elevada, de la superficie de contacto entre

| 14mina de metel o de gleacidn grabads del soporte aislan—~

j tes

Hoja ndm. 5 21.03.'1

la l4mina de metal o de aleacién el 4nodo de esta célula.
Segin la invencién:

_ -se aplica sobre la ldmina de metal o de alea-
cidén metédlica una capa de un mabterial conductor y se aplica
seguidamente el conjunto sobre un soporte aislante plano;

~se somete la lémina revestida por la méiscara
a un flujo de electrdélito regulado a wna velocidad compren-
dida sensiblemente entre 70 y 100 cm por segundo de modo

oue se elimina a medids de su formacién una capa viscoss

la lé4mina y el electrélito;

-se gepara la capa de material conductor y la

-ge aplica la ldminz de metal o de aleacién
grabada sobre un soporte aislante definitivo por medio de

un bafio aislante eléctrico;

—-se elimina la capa de material conductor por
medio de un tratamiento quimico o electroquimico apropia-
do; ¥

-se aplica una segunda capa de bafio aislante
sobre la limina de metal o de aleacién,

La capa de material conductor sobre la ldmina
a grabar permite evitar toda jariacién del campo eldéctrico
en el curso del ataque electrolitico,

Bl fluao de electrdlito dirigido perpendicular-
mente a 1% superficie de la lémina a grabar, a la velocidad

especificada anteriormente, permite eliminar la capa visco-

sa foxmada en la superficie de la ldmina, lo que permite
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"de este modo obtener un grabado extremadamente fino y re-

. Y perfectamente perpendiculares s la ldmina grabada cusl-

| serie,

1e1 ataque electrolitico se efectda bajo uné diferencig de

‘ampliada de una lémina de metal o de aleacidén obtenida des—

H’oju nit. 6 21033_
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gular, sin zona de staque preferente,
Bl procedimiento conforme a la invencidn per—
mite de este modo obtener un grabado muy regular, presen-

tando los filamentos .oue resultan secciones sumamente lisas

culera gue sea la anchura de las ventanas 0 surcos propor-
cionados en la mdscara aislante.

El procedimiento conforme a la invencidn per-
mite de este modo fabricar resistencias de valores Shmicos
por unidad de superficie muy elevados con una dispersidén

extremadamente pecuefia en el momento de su fabricacidén en
Segiin una versidn preferida de la invencién,

potencial sensiblemente comprendida entre 3,5 y 4,5 voltios
Y con una densidad de corriente comprendida entre 0,4 y 1
amperio/cm2 aproximadamente, siendo igual el caudal del
flujo de electrflito a aproximadamente 1 litro por segundo.

' La l4mina de aleacidn es de preferencia de ales.
cién de niquel y cromo y el electrélito estd constituido
ventajosamente por una mezcla de 4cido ortofosférico y al-
cohol et{lico,

' Otras pafticularidades y ventajas de la inven-
cibn aparecerédn todavia en la descripcidn gue figura segui-

damente,
En los dibujos oue se acompafian, proporcionados
a t{tulo de ejemplos, no limitativos:

- la figura 1 es una vista en planta a escals

t
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| ferencia de potencial entre el 4nodo y el cdtodo del dis~
1positivo de la figura 3, bajo diferentes condicioneg de

| tretamiento electrolitico,

jfigura 2 que muestran las etapas ulteriores del procedi-

Hoja nim. 7 ' 21.0.3].

pués del empleé del procedimiento conforme a la invencidn,

- 1lg figura 2 es una vista a escala smplizda en
corte perpendicular a la lémina de metal o de aleacidén fi-
jada sobre un soporte aislante, correspondiendo esta vists
a 1la etapa preliminar del procedimiento conforme a la in-—
vencidn, _

-~ la figura 3 es una vista en corte longitudi-
nal del dispositivo paras el empleo de lg invencién,

- la figura 4 es un diagrama oue muestra la

evolucién de la densidad de corriente en funcidn de lag di-

- las figuras 5 a 7 son vistas andlogas a la

miento conforme a la invencién.

Bn la figura 1 se ha iepresentado una lémina 1
de metal o de una aleacidén metilica de espesor igual a al-
gunas decenas de micras acue presentan hendiduras 2 parale-
las y regularmente espaciadas que constituyen las zonas en
gue el metal o la aleacidn metdlica han sido retirados. RBs-
tas hendiduras 2 delimitan una serie de filamentos 3 unidos
unos a otros para formar éspiras regularnente separadas,
Con vistas a la claridad, la anchura de las hendiduras 2y
de los filamentog 3 ha sido exagerada voluntariamente.,

En las resistencias consideradas por la inven-
¢idn, 1la anchura de las hendiduras 2 y de los filamentos 3
no sobrepasa algunas micras y el ndmero de hendiduras 2 &
de filamenltos 3 es generalmente del orden de una decena de

millares., Se cree que en estas condiciones el conjunto de
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1 —cromo que confiene 70 a 90% de niguel, Esta aleacién pre-
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ios filamentos 3.grabados en la ldmina 1 presenta una re-
sistencia eléctricé mucho mds importante que la de la 14—
mina entera utilizada al prineipio.

' En el procedimiento considerado por la inven-

c¢idn, la lémina 1 es de preferencia una aleacidn de nfavel-

senta una resistividad bastante elevada que adembs varla
muy poco en funcién de la temperatura, =

Para fabricar una.resistengia eléctrica a pér—
tir de la 1éﬁina.entera de metal o de una aleacibn apropia-
da,'se aplica primerasmente sobre esta ldmina, una capa de
material conductor 14 (véanse figuras 2 y 5). Bsta capa 14
estd constituida de preferencla por una czpa de cobre de
espesor comprendido entre 30 y 50 micras aplicada por via
guimica o elecctroouimica,

' El conjunto de lémina 1 y capa conductors 14
se aplica seguidamente (véase figura 2) sobre un soporté
egislante plano 4, tal como una ldmina de vidrio. La fija-
cidén puede hacerse por medio de una capa de cola 5.

Je coloca seguidamente sobre la 1lémina 1 una
méscara aislante 6 que lleva surcos 7 cuyos bordes 8 deli-
mitan el contorno de las hendiduras 2 que se quieren rea-
lizar en la 14mina 1,

La méscara aislante 6 puede ser obtenida por
ejemplo por un procedimiento de fotograbado conocido con-
sistente en reproducir sobre una peliéula fotografica espe-
ciezl por medio de una materia opaca, el dibujo del circuito
resistente que se guiere realizar, exponer esta pelicula a
la luz, depositar después la pelfcula en un revelador espe~

cial que disuelve las zonas no expuestas a la luz.
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| indica en la figura 3. Conforme a una versidén preferida de

| 1a invencién, la l4mina de metal o de aleacién 1 estd so-

| 14mina 1 de metal o de aleacidén en contacto con el electrd-

21037

Hoja ndm, 9

Pare eliminar el metal o la aleacién de la 14-
mina 1 en relacién con los surcos 7 de la méscara aislante
6, se dispone el conjunto (méscara 6, lédmina 1 y soporte
aislante 4) en una célula electrolitica 10, estando cons-

$ituido el 4nodo de esta célula por la lémins 1, como se

metida en el seno de esta célula 10 a un flujo continuo de
electrélito 11 dirigido desde el cédtodo 12 hacia el 4nodo
1. (véanse flechas).

Lo velocidad y el caudal de este flujo continuo
de electrélito 11 son suficientes para eliminar la capa

viscosa a2 medida ocue sge va formando en la superficie de la

1lito 11. Una capa viscosa tal constituida por dxidos o hi-~
dréxidos metdlicos se forma cusndo la célula electrolitica
10 funciona en las condiciones de un pulimento electroli-
tico en el que el electrdélito permanece immévil. En un pro-
cedimiento de pulimento electrolitico tal, los iones de
electrblito deben, para acceder a la superficie del metal
de la ldmina 1, atravesar la capa viscosa citada difundién-
dose a travéds de ésta. Esta capa viscosa tiende a limitar
la densidad de corriente de electrdlito a un valor constan-
te generalmente inferior a 0,05 A/cm2 para una diferencia
de potencial entre el 4dnodo 1 y el cdbtodo 12 comprendido
entre 1 y 2 voltios,

En la figurz 4 se ve oue la curvg A relativa
a la evolucién de la densidad de corriente I en funcidn de
la diferencia de ﬁotencial V presenta unz neseta CD carac-

teristica del pulimento electrolitico, Bsta plataforma CD
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) C'D' correspondiente a este ejemplo. Los valores de la dend

H'ojn ndm. 10 s 21037

se designa generalmente por la expresién "meseta de Jacquetd
(véase P.A. Jacquet, C.H. Acad.Sci. 202, 402 (1936).
" Ba el procedimiento segin la invencidn, la eli-
| minacidn de la cepa viscosa bajo el efecto del flujo de
electrdlito 11 se traduce por un aumento sustancial de la
densidad local de la corriente gl nivel del 4nodo consti-
| tuido por la lédmins 1, de suverte que la densidad de corrien
te global aumenta de modo continuo en funcién de la dife~
rencia de potencial entre el 4nodo 1 y el cédiodo 12.
‘Bobre la curva B de la figura 4, se ha repre-
gsentado la evolucidén de la densidad de corriente I en fun-
cidn de la diferencia de potencial V, cuando se genera un
| flujo de electrdélito entre el cétodo 12 y el 4nodo 1. Se
% aprecia que esta densidad de corriente alcanza, en el e jem-
| plo considerado, 0,4 ampei'ios/cm2 cnando la diferencia de
; potgnéial es igual a 3,5 voltios aproximadamente. Se en-

cuentra entonces claramente alejado de la meseta de Jacgued

sidad de corriente y de la diferencia de potencial corres-
ponden a las condiciones habituales del proceso electrolf-
tico.

La eliminecidén de la capa viscosa adyacente a
la lamina 1 se traduce por la ausencia de zonas de ataogue
preferente a la derecha de los bordes 8 de la méscara ais-
lante 6. Asf los surcos 2 grabados en la lédmina metdlica 1
presentan secciones 13 perfectamente lisas y perpendicula-~
res a la superficie de la l4mina 1,

La experiencia ha mostrado que los mejores re-

sultados se obbtienen reuniendo las condiciones siguientes:

4

-
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formacidén de la capa viscosa adyacente a la 14mina 1 es

cién del campo eldctrico al nivel del 4nodo constituido por

Hoja aim. 11 - 210«37_-
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~Naturaleza del electrdlito 1l: Mezcla de Zcido ortqfosfé-
rico {3 voldmenes) y alco-
hol etflico (1 volumen)

~Distancia entre cétodo 12 ¥

édnodo 1: aproximadamente 5 mm
~Diferencia de potencial entre
chtodo y 4nodo: . 3,5 a 4,5 voltios
~Densidad de corriente: 0,4 al A/cm2
~Caudal del flujo de electrd-
lito 11: aproximadamente 1 litro/se-
gundo.

~Velocidad del flujo de elec~-
~trélito 1l: . 70 a 100 cm/segundo.,

En estas condiciones éptimae, la velocidad de

igual a la velocidad de su eliminacidn bajo el efecto del
fiujo del electrdlito 11,
En el momento del atague electroguimico de la

1lémina 1, la capa conductora 14 permite evitar toda varia-

la 1lé4mina 1, pudiendo ser.ocasionada esta variacidn por el
adelgazamiento de esta Wltima en las zonas sometidas al tra:
tamiento clectrolitico. Asi, gracias o esta capa 14 conduc-
tora subyacente, el grabado de la ldmina mebdlica 1 evolu—

ciona de una forma muy regular sobre el conjunto de su su-

perficie,

Después del empleo del tratamiento electroli-
tico, la capa conductorarl4 es separada del soporte aislan-
te' 4 por ejemplo, sumergiendo el conjunto en un disolvente
apropiado capaz de disolver la capa de cola 5, Una vez ter-

minada esta operacién se aplica sobre la l4mina met&lica 1

[ 4 -
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{con un revestimiento aislante 17 de la misma naturaleza que

| procedimiento segin la invencién y aplicada sobre el sonor-

te de cerdmica 16 constituye umz resistencia de resulitados

. lkrjur nom. 12 . ) 219.3_7_

siempre fijads sobre la capa conductora l4, un revestimien-

to aislante 15 constituldo por ejemplo por una resinag epo-

i te modo sobre el soporite aislante definitivo de cerémica
16, de modo que el revestimiento aislante 15 se adhiere al
soporte 16 como indica la figura 6,

Después del endurecimiento del revestimiento 15
se elimina la capa conductora 14, Cuando ésta es de cobre
su eliminacién puede ser efectuada por disolucidn con un
4cido apropiado no reactivo con la lédmina 1,

Después de eliminacién de la capa conductora 14

1a-superficie exterior de la lémina metdlica 1 se recubre
limina metédlica 1. La lémina metélica 1 grabada segin el

muy altos.

El procedimiento segiin la invencidén vermite en
particular grabar sobre la lémina metdlica 1 wna multitwd
de surcos 2 de anchura igual a algunas micras y cuyas sec-—
ciones 13 son perfectamente lisas y perpendiculares a la
supefficie Ge la lémina 1, Ademds, la anchura de los surcos
2 puede ser muy variable, permitiendo el procedimiento de
la invencidn evitar cualouiera que sea esta anchura gue sub:
sistan islotes de metal entre los bordes adyacentes 13 de
los surcos 2, |

A titulo de ejemplo.no limitativo, el procedi-
miento conforme a la invencién ha permitido realizar resis-

tencias de forma de plaguetas cuadradas de arista igual a

x{dica. Seguidamente se aplica la lémina 1 revestida de es-|

y

el revestimiento 15 para envolver y aislar completamente la]
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| na 1 de nfcuel-cromo ¢ue presenta un valor Shmico igu=l a

ch_)jn nim. 13 . 21037..
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5,4 mm que presenitan las caracteristicas siguientes:

~Valor éhmico _ ' : 30 kiloohmios (o sea 80
§ _ kiloohmios/cn?)

~Nimero de surcos 2 por
registencia s 250

-Anchura de los surcos 2 : 5 micras

~Variacidn relativa fel L :
coeficiente de temperatura : = 5 ppm (partes por mi-

116n)
~Estabilidad relative de la

Z 20 ppm/afio con una Qi-
sipacibn de 0,3 V.

resistencia

Para realizar las resistencias gue responden

a las caracteristicas anteriores se ha utilizado una lémi-

0,5 ohmios por cuadrado,.
Tias condiciones del ataque electrolitico son
las siguientes:

-Diferencia de potencial entre
el 4nodo 1 y el cdtodo 12 : 3,3V

=~Densidad de corriente media , 1 0,5 A/cm2

Sobre 100 resistencias realizédaérde este modo
més del 95¢% de ellas respondian a las cafacteristicas ci-
tadas, ‘

La invencidén se refiere ilgualmente a un dis—‘
positivo para el empleo del procedimiento que se acaba de
describir, '

En la realizacidén de la fTigura 3, este disposi-
tivo comprende una célula electrolitica 10 en la que la lé-

ming de metal 1 a grabar fijada sobre su soporte aislante

L}




10

20

' ,'...25

30

Hoja ndim. 14 .7 ' . ..2103.3

4nque constitu&e el dnodo. Bl cétodo lleva con respecto a
la 1lé4mina 1 una placa conductora 12 que-presénta una serie
dé canales 18 con ejes perpendiculares a»la lémina 1,

. El dispositivo comprende por otra parte medios
para crear en el seno de la célula 10, un flujo de electrd-
lito 11 que pasa por los canales 18 citados y dirigido ha~
ciz la lémina 1. Estos medios comprenden uns bomba, 19 uni-
da por una parte a un depdsito 20 de electrélito gue comu-
nica con la celula 10 y por otra parte a un compartimiento
21 adyacente a la célula 10 y gue desemboca en esta Wltima
poxr los canales 18 de la placa conductora 12,

En el ejemplo representado, la placa conducto-
ra 12 presenta una seccidn curva cuya concevidad estd diri-
gida hacia la lémina metélica 1. Se evita de este modo to~
da perturbacidn susceptible de desviar el fiujo del elec-
trélito 11,

El material que consﬁituye las paredes de 1la
célula 10, del depésito de electrélito 20, del comparti-
miento 21 y de los conductos que unen la bomba 19 al depd-
sito 20 y al compartimiento 21, estéd realizado ventajosa-
mente con una materia plistica inatacable por el electré-
1ito 11 utilizado,

. Es ventajoso, por otra parte, que la placa 12

-] aue constituye-el cdtodo sea realizada en acero inoxidable

para evitar su deterioro por el electrdlito 1l.

El generador de electricidad 22 unido a la ple-
ca l2 y a lq ldmina metélica 1 puede ser una pila, un acu~
mulador o cualquier otra fuente de corfiente continug capaZ
de producir una tensidén comprendida emtre 3 y 5 voltios.

. Ha de entenderse ocue la invencién no se limita
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a los ejemplos qﬁe se acaban de describir y se pueden apor-
tar a ellos numerosas modificaciones sin salir del marco
de esta invencidn.

Asl, la lémina 1 puede ser de cualcuier metal
o aleacidén atacable electroliticamenfe, siendo preferidas,
no ohgtante, las aleaciones a base de:niouel ¥y cromo en ra-—
zén a su resistividad relstivamente elevada,

Se pueden utilizar igualmen%e otros electrlli-
tog distintos de la mezcla de dcido orﬁofosfdrico ¥y alcohol
tales como soluciones de éciao sulfirico o clorhfdrico de
conductividad comparable a la de la mezcla citada,

Ha de entenderse gque la 1dmina metdlica 1 puede

todavia, ser reemplazada por una pelfcula metélica deposi-

| tada sobre el soporte 4 por cualouier medio apropiado tal

; como depésito electrolitico, pistola de plasma, evaporacién

en vacfo o andlogo.

ABIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva gue se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son 1los que se Tre-
cogen en lgs reivindicaciones siguientes:

18,~ Un proce&imiento_para la fabricacidn de
resistencias a partir de una lémina de un metal o de wna
aleacidn metédlica fijada sobre un soporte aislante, en el
gue se aplica sobre dicha 14mina una méscara aislante cue
1lleva ventanas o0 surcos, y se dispone el conjunto en una

célula electrolitica de modo ocue se elimina el metal o la
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caracterizado por las etapas siguientes: se aplica sobre

| 12 lémina de metzl o de aleacidn grabada sobre un soporte

nadamente 1 litro por segundo,

Hoja m’lfu. 16 o ’ 210.37.

aleacidn en lo que respecta a dichas ventanas o surcos,

un soporte aislante una capa de material conductor y se
aplica seguidamente sobre esta capa dicha lémina de metal
o de aleacidén revestida por la méscara aislante; se somete
esta ldmina revestida por la méscara aislante y aplicada
sobre esta capa de material conductor a un flujo de elec-~
trélito regulado a una velocidé& corrprendidsa sensiblementel|
entre 70 ¥ 100 cm vor segundo pars Qliminar, a medida ocue
se Torma, una capa viscosa de resistencia elevada de la
superficie de contacto enftre la lémina y el electrdlito;
se separa la capa de material conductor y la ldmina de me-

t2l o de aleacidn grabada del soporte aislante; se aplica

aislante definitivo por medio de un bafo aislante eldctri-
co, se elimina la capa de ﬁaterial conductor por medio de
un tratamiento oufmico o electroquimico apropiado; y se
aplica 1la segunds capa de bafio aislante sobre la ldmina
de metal o de aleacidn.

8,- Un procedimiento segin la reivindicacidén
12, caracterizado porcue el atagque electrolitico se efec-
tda bajo una diferencia de potencial sensiblemente comprend
dida entre 3,5 y 4,5 voltios y con una densidad de corrien-
te comprendida entre 0,4 y 1 amperibs/cm2 aproximadamente,

gsiendo el cagudal del flujo de electrdlito igual a aproxi-

&,~ Un procedimiento segin una cualcuiera de
las reivindicaciones 12 § 22, caracterizado porgue la 1li-
mina es wna alcacién de cromo y niouel y poraue el electrd-

lito est4 constituido por una mezcla de 4cido ortofosférico
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o Hoja nem. 17 . 21037,

f

y alcohol etilico.

| ~ 48,- Un procedimiento segin la reivindicacidn
18, caracterizasdo porcue la capa de material conductor es
una capa de cobre de espesor comprendido entre 30 y 50 mi-
cras gue se aplica sobre el soporte aislante por depésito
guimico o electrooulmico, '

58,- "UN PROCEDIFITETO PAIA LA FABRICACION UE
ARSISTHNCIAS A PAATIR DB UNA LARINA DE UN METAL O DE UNA
ALBACION METALICA PIJADA SOBi™ UN SOPOATE AILSLANTEM,

Tal y como se ha descrito en la Memoxia que
entecede, representado en los dibujos cue se acompafian, ¥y
para los fines cue se han especificado,

Bsta Memoria consta de diecisiete hojas escri-
tas a micuina por uma sola cara. . .

Madrid, 79 MARYS
' r.AAlb e Etzaburv
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